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酸性镀铑镀层外观呈银白色, 稍带青蓝色, 并有光泽. 铑是铂系金属之一, 其镀层具有很高
的化学稳定性和抗蚀性而又没有明显的氧化绝缘膜, 这正是铑等铂系金属在电子工业中许多
方面得到应用的根本原因. 非常薄的铑金属镀层在大气环境下使用, 就具有优异的耐磨性, 抗
变色性和耐蚀性, 而且铑镀层不溶于无机酸、无机盐、有机酸和盐, 对硫化物及二氧化碳等均有
较高的稳定性. 铑镀层的光反射能力强、导电性好、表面接触电阻仅为5 m 8 , HV 硬度可达 750
～ 800 kgöcm 2, 且铑在铂系金属中比重较轻, 对于覆盖一定表面积、相同厚度下, 1 g 重量的铑
几乎是铂的一倍.
五十所设计生产的超高频信号发生器, 它的心脏部件是三根腔体——板极腔、栅极腔、阴
极腔. 圆形腔体之中安装四组铍青铜台阶刀式簧片, 不断进行活塞式运动. 为了防止腔体的磨
损, 影响仪器的起振和实际使用, 只有进行腔体镀铑, 才能达到设计要求. 经过几年的实践, 镀




铑 (以硫酸铑形式存在)　　 　　4～ 5 göL
硫酸 (分析纯)　 20～ 30 göL
硫酸镁　 20～ 30 göL
阳　极　 铂
阴极电流密度 ik 0. 1～ 0. 2 A ödm 2
温　度　 室　温
搅拌方式　 阴极移动或手动方式
① 本文 1996211226 收到, 1997203201 收到修改稿
1. 2　镀液配制
取配方量的金属铑粉, 铺在 40～ 50 倍重量的硫酸氢钾粉末中层, 置于坩锅, 放入马弗炉,
逐渐升温至 450 ℃, 保温 1. 5 h, 再升温至 500 ℃, 保温 1 h, 继续升温至 580 ℃, 保温 3 h, 随炉
冷却.
　2R h+ 12KH SO 4= R h2 (SO 4) 3+ 6K2SO 4+ 3SO 2↑+ 6H 2O
将烧熔后凝结的硫酸铑盐, 用蒸馏水溶解, 加热至沸, 充分搅拌, 用滤纸过滤, 取滤液备用
(现已有市售浓缩硫酸铑液).
在洗净的镀槽内加入规定体积∀ä 的蒸馏水, 再加入配方量的浓硫酸及硫酸镁, 溶解后搅
匀, 轻轻倒入上述硫酸铑溶液, 搅拌均匀即可.
1. 3　工艺流程





阴极　　　R h2 (SO 4) 3+ 6e —→2R h+ 3SO 2-4
2H + + 2e —→H 2↑
阳极　　　2H 2O - 4e —→O 2↑+ 4H +
付反应　R h3+ - e —→R h4+
R h4+ - 2e —→R h6+
2. 2　在金属活泼顺序表中, 铑位于较正的一端, 与铜的置换反应倾向很大. 因此在酸性镀铑液
中, 基体金属必须用贵金属预镀层来充分保护, 避免浸入时由于置换反应所引起的结合力不好
的现象.
2. 3　由于铑在阴极上的付反应, 镀铑液使用一段时间后会逐渐老化, 甚至镀不上. 此时, 要将




是电镀液的主盐, 呈络合盐形式, 因使用的是不溶性电极, R h 离子会逐渐消耗, 铑离子过
低, 电流效率下降, 甚至镀层呈暗红色, 无光泽. 因此, 电镀过程中需定时向槽液中补充硫酸铑
溶液.
3. 2　硫酸
SO 42- 是 R h3+ 的主要络合离子, 提高硫酸浓度, 三价铑与 SO 42- 的络合作用越强, 配位体
被置换的反应倾向越小, 但硫酸浓度太高时, 若工件不带电入槽, 会有很强的腐蚀作用.
3. 3　硫酸镁
M gSO 4 的溶解度较大, 于镀液中添加M gSO 4, 不仅可增加溶液的电导率且使溶液中存在
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　图 1　　温度与R h (OH ) 3 沉淀量关系
　F ig. 1　R elat ions betw een temperatu re and the p re2
cip ita te amoun t of R h (OH ) 3













低应力的物质, 如M gSO 4、氨基磺酸镁、硒酸等.
pH 值对于镀层的应力, 也有很大的关系, pH 为 2 时, R h (OH ) 3 会缓慢沉淀, pH 为 3～ 4
时, R h (OH ) 3 沉淀加快, 镀层应力随之增大. 一般 pH 值不可超过 2. 5. 镀液温度同 R h (OH ) 3
的沉淀也存在某种线性关系, 随着镀液温度的降低, R h (OH ) 3沉淀量增加, 从图 1 即可看出这




T ab. 1　Effects of various impurit ies on the ou tw ard appearance of R h coating
杂质种类 浓 度 (göL ) 镀　　铑　　外　　观
Cu2+ 0. 01～ 1 好　　无影响
N i2+ 0. 01～ 1 好　　无影响
A g+ 0. 01 有线条的光亮镀层, 抛光后能达到设计要求
0. 1 条纹多, 抛光后仍有轻浅条纹
> 0. 1 镀层疏松呈黑色, 无法抛光
Zn2+ 0. 01 无影响
0. 1～ 1 镀层有条纹, 抛光后正常, 但易发花
NO 3- 0. 01～ 1 无明显影响
C l- 0. 1～ 1 镀层无影响, 但对“白”度有影响, 带青蓝色, 工业可用
4. 3　提高镀铑液电流效率的措施
要提高镀铑的电流效率, 可采用高浓度镀铑液、低酸度、低电流密度、高温. 如此可使电流
效率上升至近 100% , 如图 2、图 3 所示.
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图 2　酸性镀铑电流密度对电流效率的影响
(线上所标为金属含量)
F ig. 2　 Influence of cu rren t density on the cu rren t
efficiency fo r R h p lat ing in acid bath s
　图 3　镀层含铑量与电流效率关系
(线上所标为电流密度)
　F ig. 3　R elat ionsh ip betw een the R h con ten t in





A pp lica t ion of R hodium P la t ing in A cid B ath s to E lect ron ic Indu st ry
M ei Y ing3 　　Sun Guanggu i
(50th Institu te, D ep t. of E lect. Ind us. , S hang ha i　200063)
A bs tra c t　 By u sing the techn ique of rhodium p la t ing in acid su lpha te ba th s, the
excellen t R h coat ing w h ich has a good conduct ivity and h igh resistance to ab rasion can be ob2
ta in ted.
Ke y w o rds　R hodium , R h p la t ing in acid su lpha te ba th s, E lectrop la te
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